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本发明揭露一种液晶显示面板及其制备方

法，本发明上基板制作流程变更为：上基板制作

黑色矩阵、色阻层、光阻层、像素电极、框胶层。通

过将将透明导电薄膜镀到光阻层上，镀有透明导

电薄膜的光阻层对顶位置为下基板的公共电极，

上下基板对组后公共电极与像素电极在光阻层

处导通。本发明上下基板对组后无需通过金球导

通上基板的像素电极和下基板的公共电极，减少

了金球打点工序，避免金球打点偏移、甩胶等不

良现象，并且减少制作流程，有效提升了液晶显

示面板产品良率，提升了产品生产效率，提升了

产品竞争力。
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1.一种液晶显示面板的制备方法，其特征在于，包括如下步骤：

(1)在上基板上依次制作黑色矩阵、色阻层以及光阻层；

(2)在所述上基板上制作像素电极，所述像素电极覆盖所述光阻层；

(3)在下基板上依次制作第一金属层、栅绝缘层、钝化层以及公共电极；

(4)将所述上基板与所述下基板对组，所述公共电极与所述像素电极在所述光阻层处

导通。

2.如权利要求1所述的制备方法，其特征在于，

步骤(2)进一步包括：在所述黑色矩阵、所述色阻层以及所述光阻层上沉积第一透明导

电薄膜，并对所述第一透明导电薄膜进行图形化处理，得到所述像素电极。

3.如权利要求1所述的制备方法，其特征在于，

步骤(2)之后进一步包括：在所述像素电极上制作框胶层。

4.如权利要求1所述的制备方法，其特征在于，

步骤(3)进一步包括：在所述钝化层上沉积第二透明导电薄膜，并对所述第二透明导电

薄膜进行图形化处理，得到所述公共电极。

5.如权利要求1所述的制备方法，其特征在于，所述钝化层包括依次沉积在所述栅绝缘

层上的第一钝化层以及第二钝化层。

6.一种液晶显示面板，所述液晶显示面板包括相对设置上基板、下基板，所述上基板和

所述下基板对组后形成液晶盒；其特征在于，

所述上基板包括依次层叠设置的黑色矩阵、色阻层、光阻层以及像素电极，所述像素电

极覆盖所述光阻层；

所述下基板包括依次层叠设置的第一金属层、栅绝缘层、钝化层以及公共电极；

所述上基板与所述下基板对组后，所述公共电极与所述像素电极在所述光阻层处导

通。

7.如权利要求6所述的液晶显示面板，其特征在于，所述上基板进一步包括制作在所述

像素电极上的框胶层。

8.如权利要求6所述的液晶显示面板，其特征在于，所述钝化层包括依次沉积在所述栅

绝缘层上的第一钝化层以及第二钝化层。

9.如权利要求6所述的液晶显示面板，其特征在于，所述上基板为彩膜基板，所述下基

板为阵列基板。
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一种液晶显示面板及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及液晶显示技术领域，尤其涉及一种液晶显示面板及其制备方法。

背景技术

[0002] 薄膜晶体管液晶显示面板(Thin  Film  Transistor-Liquid  Crystal  Display，简

称TFT-LCD)一般由上基板、下基板以及一配置于两基板间的液晶层(Liquid  Crystal 

Layer，简称LCL)所构成。上基板及下基板分别制作，上基板制作黑色矩阵(Black  Matrix，

简称BM)、色阻层(R/G/B)、像素电极(ITO)、光阻层(Photo  spacer，简称PS)以及框胶(seal)

层，框胶层内点上起导电作用的多个金球；下基板制作阵列层，上下基板对组后形成液晶

盒。其中光阻层在液晶盒内起支撑液晶盒的作用，框胶层起密封作用，框胶层内的金球起着

将上下基板的电极导通作用。

[0003] 请参考图1-2，其中，图1为现有液晶显示面板的层状结构示意图，图2为图1所示液

晶显示面板的剖面图。现有液晶显示面板由上基板11、下基板12及液晶层(未示于图中)所

构成。上基板11制作黑色矩阵(BM)111、色阻层(R/G/B)112，像素电极(ITO)113、光阻层(PS)

114以及框胶层115。框胶层115位于液晶显示面板的显示区10外围，框胶层115内点上起导

电作用的多个金球116；下基板12制作阵列层，阵列层包括第一金属层(M1)121、栅绝缘层

(GI)122、第一钝化层(PV1)123、第二钝化层(PV2)124以及公共电极(COM  ITO)125。上下基

板对组后通过金球116导通上基板11的像素电极113和下基板12的公共电极125。

[0004] 现有液晶显示面板上基板的制备流程是：上基板制作黑色矩阵、色阻层、像素电

极、光阻层以及框胶层，金球通过单独的制作程序制作到上基板的框胶层内。这种方式制备

的液晶显示面板，很容易出现金球打点偏移、或则甩胶等现象，导致不该导通的地方出现短

路现象，进而影响液晶显示面板的显示质量。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于，针对现有技术存在的问题，提供一种液晶显示面板及其制备

方法，可以减少金球打点工序，避免金球打点偏移、甩胶等不良现象，并且减少制作流程，可

以提升液晶显示面板产品良率，提升产品生产效率，提升产品竞争力。

[0006] 为实现上述目的，本发明提供了一种液晶显示面板的制备方法，包括如下步骤：

(1)在上基板上依次制作黑色矩阵、色阻层以及光阻层；(2)在所述上基板上制作像素电极，

所述像素电极覆盖所述光阻层；(3)在下基板上依次制作第一金属层、栅绝缘层、钝化层以

及公共电极；(4)将所述上基板与所述下基板对组，所述公共电极与所述像素电极在所述光

阻层处导通。

[0007] 为实现上述目的，本发明还提供了一种液晶显示面板，所述液晶显示面板包括相

对设置上基板、下基板，所述上基板和所述下基板对组后形成液晶盒；所述上基板包括依次

层叠设置的黑色矩阵、色阻层、光阻层以及像素电极，所述像素电极覆盖所述光阻层；所述

下基板包括依次层叠设置的第一金属层、栅绝缘层、钝化层以及公共电极；所述上基板与所
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述下基板对组后，所述公共电极与所述像素电极在所述光阻层处导通。

[0008] 本发明的优点在于：本发明通过变更上基板制作流程，将透明导电薄膜镀到光阻

层上，镀有透明导电薄膜的光阻层对顶位置为下基板的公共电极，上下基板对组后公共电

极与像素电极在光阻层处导通，可以减少金球打点工序，避免金球打点偏移、甩胶等不良现

象，并且减少制作流程，有效提升了液晶显示面板产品良率，提升了产品生产效率，提升了

产品竞争力。

附图说明

[0009] 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使

用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于

本领域技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其它的附

图。

[0010] 图1，现有液晶显示面板的层状结构示意图；

[0011] 图2为图1所示液晶显示面板的剖面图；

[0012] 图3，本发明液晶显示面板上基板的制备流程示意图；

[0013] 图4，本发明液晶显示面板制备方法的流程示意图；

[0014] 图5，本发明液晶显示面板的层状结构示意图；

[0015] 图6为图5所示液晶显示面板的剖面图；

[0016] 图7为图5所示液晶显示面板的部分组件位置示意图。

具体实施方式

[0017] 下面详细描述本发明的实施方式，所述实施方式的示例在附图中示出，其中自始

至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参

考附图描述的实施方式是示例性的，仅用于解释本发明，而不能理解为对本发明的限制。此

外，本发明在不同例子中重复参考数字和/或参考字母，这种重复是为了简化和清楚的目

的，其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设置之间的关系。

[0018] 请参阅图3，本发明液晶显示面板上基板的制备流程示意图，图中左侧为现有液晶

显示面板上基板的制备流程作为对比。本发明上基板制作流程变更为：上基板制作黑色矩

阵、色阻层、光阻层、像素电极、框胶层。通过将像素电极制作在光阻层之上，也即，将透明导

电薄膜(ITO)镀到光阻层上，镀有透明导电薄膜的光阻层对顶位置为下基板的公共电极

(COM  ITO)，上下基板对组后公共电极与像素电极在光阻层处导通。液晶显示面板产品外围

的公共电压(COM)线接入下基板的公共电极，公共电压经过下基板的公共电极导通到上基

板的光阻层上镀的透明导电薄膜，从而将等电位的公共电压导通到上基板的像素电极上。

相比于现有液晶显示面板上基板制作黑色矩阵、色阻层、像素电极、光阻层以及框胶层，金

球通过单独的制作程序制作到上基板的框胶层内的制备流程，本发明减少了金球打点工

序，避免了金球打点偏移、甩胶等不良现象，并且减少制作流程，有效提升了液晶显示面板

产品良率，提升了产品生产效率，提升了产品竞争力。

[0019] 请参阅图4，本发明液晶显示面板制备方法的流程示意图。所述制备方法包括如下

步骤：S41：在上基板上依次制作黑色矩阵、色阻层以及光阻层；S42：在所述上基板上制作像

说　明　书 2/4 页

4

CN 109901320 A

4



素电极，所述像素电极覆盖所述光阻层；S43：在下基板上依次制作第一金属层、栅绝缘层、

钝化层以及公共电极；S44：将所述上基板与所述下基板对组，所述公共电极与所述像素电

极在所述光阻层处导通，以下给出详细解释。

[0020] 关于步骤S41：在上基板上依次制作黑色矩阵、色阻层以及光阻层。可以通过提供

衬底基板，在所述衬底基板上依次沉积并进行图形化处理，得到黑色矩阵、R/G/B色阻层以

及光阻层。也即在所述色阻层上远离所述黑色矩阵的一侧制作所述光阻层，后续的所述像

素电极覆盖所述光阻层。衬底基板可以为玻璃基板，并在上基板制作完成后剥离。

[0021] 关于步骤S42：在所述上基板上制作像素电极，所述像素电极覆盖所述光阻层。具

体的，在所述黑色矩阵、所述色阻层以及所述光阻层上沉积第一透明导电薄膜，并对所述第

一透明导电薄膜进行图形化处理，得到所述像素电极。由于光阻层上镀有透明导电薄膜，在

后续上下基板对组后形成液晶盒，光阻层在液晶盒内起支撑液晶盒的作用，镀有透明导电

薄膜的光阻层对顶位置即为下基板的公共电极(COM  ITO)，公共电极与像素电极在光阻层

处导通。步骤S42之后进一步包括：在所述像素电极上制作框胶层，框胶层起密封液晶盒的

作用。

[0022] 关于步骤S43：在下基板上依次制作第一金属层、栅绝缘层、钝化层以及公共电极。

可以通过提供衬底基板，在所述衬底基板上依次沉积并进行图形化处理，得到第一金属层、

栅绝缘层、钝化层以及公共电极。衬底基板可以为玻璃基板，并在下基板制作完成后剥离。

所述钝化层可以包括依次沉积在所述栅绝缘层上的第一钝化层以及第二钝化层。钝化层上

还可以沉积平坦化层。所述公共电极可以通过在所述钝化层上沉积第二透明导电薄膜，并

对所述第二透明导电薄膜进行图形化处理得到。也即，在所述钝化层上远离所述栅绝缘层

的一侧制作所述公共电极，从而在后续上下基板对组后形成液晶盒，镀有透明导电薄膜的

光阻层对顶位置即为下基板的公共电极，公共电极与像素电极在光阻层处导通。

[0023] S44：将所述上基板与所述下基板对组，所述公共电极与所述像素电极在所述光阻

层处导通。制作完成的液晶显示面板的层状结构如图5所示。上下基板对组后形成液晶盒，

镀有透明导电薄膜的光阻层对顶位置即为下基板的公共电极，从而公共电极与像素电极在

光阻层处导通。液晶显示面板产品外围的公共电压(COM)线接入下基板的公共电极，公共电

压经过下基板的公共电极导通到上基板的光阻层上镀的透明导电薄膜，从而将等电位的公

共电压导通到上基板的像素电极上。通过该方法可以减少金球打点工序，避免金球打点偏

移、甩胶等不良现象，并且减少制作流程，有效提升了液晶显示面板产品良率，提升了产品

生产效率，提升了产品竞争力。

[0024] 请参考图5-7，其中，图5为本发明液晶显示面板的层状结构示意图，图6为图5所示

液晶显示面板的剖面图，图7为图5所示液晶显示面板的部分组件位置示意图。在本实施例

中，所述液晶显示面板包括相对设置上基板51、下基板52，所述上基板51和所述下基板52对

组后形成液晶盒，所述上基板51为彩膜(CF)基板，所述下基板52为阵列(TFT)基板。在其它

实施例中，也可以为所述上基板51为阵列基板，所述下基板52为彩膜基板。

[0025] 在本实施例中，所述上基板51包括依次层叠设置的黑色矩阵(BM)511、色阻层(R/

G/B)512、光阻层(PS)513、像素电极(ITO)514以及框胶层515。像素电极514可以通过在黑色

矩阵511、色阻层512以及光阻层513上沉积第一透明导电薄膜，并对第一透明导电薄膜进行

图形化处理得到。光阻层513制作在色阻层512与像素电极514之间，形成像素电极514的透
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明导电薄膜(ITO)覆盖光阻层513。在上下基板对组后形成液晶盒，光阻层513在液晶盒内起

支撑液晶盒的作用，镀有透明导电薄膜的光阻层513对顶位置即为下基板52的公共电极

(COM  ITO)，公共电极与像素电极514在光阻层513处导通。框胶层515制作在像素电极514

上，框胶层515位于液晶显示面板的显示区50外围，起密封液晶盒的作用。

[0026] 在本实施例中，所述下基板52包括依次层叠设置的第一金属层(M1)521、栅绝缘层

(GI)522、第一钝化层(PV1)523、第二钝化层(PV2)524以及公共电极(COM  ITO)525。也即，钝

化层可以包括依次沉积在栅绝缘层522上的第一钝化层523以及第二钝化层524两层。在其

它实施例中，钝化层也可以仅包括沉积在栅绝缘层522上的一层钝化层，钝化层上还可以沉

积平坦化层。公共电极525可以通过在钝化层上沉积第二透明导电薄膜，并对第二透明导电

薄膜进行图形化处理得到。也即，在钝化层上远离栅绝缘层522的一侧制作公共电极525，从

而在上下基板对组后形成液晶盒，上基板51上镀有透明导电薄膜的光阻层513对顶位置即

为下基板52的公共电极525，公共电极525与像素电极514在光阻层513处导通。液晶显示面

板产品外围的公共电压(COM)线接入下基板52的公共电极525，公共电压经过下基板52的公

共电极525导通到上基板51的光阻层513上镀的透明导电薄膜，从而将等电位的公共电压导

通到上基板51的像素电极514上。本发明液晶显示面板，上下基板对组后无需通过金球导通

上基板的像素电极和下基板的公共电极，从而可以减少金球打点工序，避免金球打点偏移、

甩胶等不良现象，并且减少制作流程，有效提升了液晶显示面板产品良率，提升了产品生产

效率，提升了产品竞争力。

[0027] 以上所述仅是本发明的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人

员，在不脱离本发明原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为

本发明的保护范围。
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